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２０１５．８．５
[案件名] エッチング方法改善によるハイライト転移の改善

[方法]

図　印刷物顕微鏡写真（x50倍）

印刷条件：
インキ T&K TOKA　ピクセスライスインキ　 BK 18sec　表刷り
校正機 Heaford 印圧　３ｔ、速度　40ｍ/分
紙 合成紙　カルレ

結果：
同じ反射濃度の部分を、比較した場合、NewFXｴｯﾁﾝｸﾞ改善条件では、
従来ｴｯﾁﾝｸﾞに比べ、転移不良が減っている。

腐食液の各条件（流量、温度、ﾉｽﾞﾙなど）を最適化することで、従来方
法より、ハイライト部の版深を浅く、開口部を広くし、転移をしやすいよう
に改良した。

Hell K500 Elongate
175線/inch

NewFXｴｯﾁﾝｸﾞ改善条件
線数175線/inch、

 版深14um

NewFX従来ｴｯﾁﾝｸﾞ
線数175線/inch、

版深14um

ハイライト部１
反射濃度
D=0.21

ハイライト部２
反射濃度
D=0.25
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「クロムがカブる」現象について、めっき液を分析すると
塩素が301ppm混入していた（通常は検出されない）

当社４F 次世代グラビア開発室内の

様々な分析・測定装置を駆使し、

ユーザー様の迅速なトラブル解決や

疑問点解消をサポート致します。

「クロムがカブる」現象について、めっき液を分析すると
塩素が301ppm混入していた（通常は検出されない）



 
 

 



 
 

 

走 査 型 電 子 顕微鏡 ／エ ネ ル ギ ー分 散型 X線 分 光 法
SEM / EDX
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めっき効率は24％に向上（従来18〜20％）しており、消費電力の半減に貢献します。
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【クロムメッキ液への鉛イオンの補給】 

 

不溶性陽極のクロムメッキ液を管理するにあたり、液中に

鉛イオンを存在させることが必要となりますが、従来の鉛補

助電極を用いる方法や固体の酸化鉛を槽に投入する方法

に替わり、液状の鉛イオンを補給する方法を開発し、薬液

（CHRIO RX-AB）の販売を開始しました。 

 

 

 

3価クロム濃度管理 

クロムメッキ液中の 3 価クロムイオン濃度の上昇は、メッキ

効率の低下や端面ヤケの原因となります。 

これまで、不溶性陽極のクロムメッキ槽において 3価クロム

イオン濃度を下げる対策は、以下のいずれかが必要でし

た。 

 

 対策 問題点 

① 鉛補助電極を使用 クロム酸鉛の蓄積 

② 酸化鉛粉末を入れて空電解 
酸化鉛粉末の溶解性が低い 

空電解に数時間がかかる 

 

CHRIO RX-ABの補給は、総電解量または処理本数によって槽に補給する方法をとり、特別に空電解を行うことな

く、3価クロム濃度は 5g/Lに維持しています。 
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【NewFX2 腐食機】 

 

NewFX2 では、深度分布に影響を与えるさまざまなファクターの最適化を行ったことにより、BM と比較して深度分

布が大幅に改善されました 

 

シリンダー内の深度分布を大幅に改善 

「腐食スプレーノズル

の最適化」、「腐食パ

イプをシリンダーへ最

適距離に移動させるこ

と」、「腐食液循環量

の最適化」、「腐食パ

イプの構造と配置位

置の検討」など、深度

分布に影響を与えるさ

まざまなファクターが

最適化されたことによ

り、BM での深度分布

± 5% に 対 し て 、

NewFX2 では±1.5%に

改善した 

 

 

腐食パイプを移動機構 

サーボモータにより、シリンダー径に応じて腐食パイプが最適距離に移動する 

 

 

±1.5% 

±5% 



Technical Information

電子彫刻版と レー ザ ー 版の セ ルボリュー ムの 均一性比較

技術デー タ140206

レーザ ー版 (NewFX2）は ± 1.5%以内の 均 一 性 を 達成



Technical Information

資料141005

レー ザ ー  FX-eco版＋ 通常イ ンキ の 削減効果実証テス ト

レーザー（FX-eco版）と電子彫刻版を同じ通常油性イン

キの組合せで白インキ使用量比較テストを実施。8000m

印刷時のインキ残量計測により約13.2％の削減結果が

得られた上、印刷物の品質は同等レベルを維持した。

実施日 : 2013年7月5日　

印刷 : （株）成一化学、製版 : （株）韓斗製版、インキ : サムスンインキ

印刷量 : 8000m　印刷速度 : 170m / min

版仕様（白版） : 電子彫刻版（175線） 、 FX-eco版（深度17μm）

１）8000m印刷時のインキ使用量計測結果

２）隠蔽性、白濃度測定結果

資料提供： 韓斗製版様

W 希釈溶剤

W 希釈溶剤

電子彫刻版　 （ 総使用量 57.25kg）

電子彫刻版

電子彫刻版

使用濃度計（ Techkon 社 Spectro Dens）

３）表面粗さ測定結果

総合結果

使用粗さ 計（ Zygo 社 NewView 7000）

■  Black Backing （ 基準 : L 10.45 a - 0.91 b 0.53） L : 73.36 a : - 1.71 b : - 3.76　　　L : 73.04 a : - 1.74 b : - 3.77

Lab値はほぼ同じで、目視確認結果、印刷担当者5名とも同評価

□  White Backing （ 基準 : L 93.67 a - 0.76 b 3.12） L : 92.19 a : - 0.53 b : - 2.08　　　L : 92.72 a : - 0.55 b : - 1.78

（ 総使用量 49.69kg）FX-eco版FX-eco版

FX-eco版FX-eco版

FX-eco版FX-eco版

電子彫刻版 FX-eco版FX-eco版

-13.2%

ほぼ同等

薄く均等
測定領域： 700 ㎛ X520 ㎛

平均粗さ ： 494nm 平均粗さ ： 150nm 

イ ンキ が 薄く 均一に 転移し て い るイ ンキ 転移が 不規則で 粗い

イ ンキ 使用量 × （ 削減で き る 要素な し ）

× （ 不均一）

◯  （ 工夫次第で 確実に 削減で き る ）

◯  （ -13％ の イ ンキ 量で 得ら れ た 濃度）◯  （ イ ンキ 使用量分の 濃度）

◯  （ 均一で 粗さ 1/3 以下）

隠蔽性 / 白濃度

表面粗さ

≒


